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Introducao

Nancompdsitos constituem uma classe de materiais
formados por hibridos de compostos organicos e
inorganicos em que a fase inorganica esta dispersa
em nivel nanométrico em uma matriz polimérica.
Atualmente, muitos trabalhos visam o estudo das
propriedades do material resultante desta mistura,
pois eles podem apresentar desempenho superior
em relagdo ao polimero puro. Em contrapartida,
pouca atencdo tem sido dada ao comportamento de
fotooxidac@o destes materiais.

Os objetivos deste trabalho enfocaram a sintese,
caracterizacdo e o estudo cinético da degradacéo
fotooxidativa de nanocompésitos de poli(metacrilato
de metila, PMMA) e poli(metacrilato de butila,
PBMA)/STx-1 organofilica bem como dos polimeros
puros.

Resultados e Discussao

Os polimeros e compédsitos foram sintetizados via
fotopolimerizacdo in situ. A carga utilizada de argila
organofilica nos compoésitos foi de 1% m/m com
relacdo aos mondmeros. A variagdo no peso
molecular numérico médio das amostras (M,) foi
acompanhada por cromatografia de permeacdo em
gel (GPC) durante os tempos de irradiacao.
Através da analise por difragdo de raios-X, \erificou-
se que o0s espagamentos interlamelares da argila
STx-1 foram aumentados com a intercalagdo do
surfactante em suas galerias. No caso dos
compositos, 0s espagamentos diminuiram,
sugerindo baixa esfoliagdo da argila nas matrizes
poliméricas.
Os resultados da degradacdo dos filmes dos
polimeros e compositos, apresentados na Figura 1,
foram avaliados através do modelo descrito por
Marimuthu e Madra.
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Os coeficientes de degradacao (kg) foram
calculados a partir dos coeficientes angulares para
as amostras e estdo apresentados na Tabela 1.
No caso do compédsito de PMMA, a presenca da
argila pode diminuir a taxa de degradacao devido ao
fato de contribuir com processos de espalhamento e
absorcdo de luz UV, diminuindo a eficacia da etapa
de iniciacdo de degradacéo. 2
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Figura 1. Grafico de Marimuthu e Madra para as
amostras de polimeros e compdsitos.
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Tabela 1. Coeficientes de degradacao dos polimeros
e compasitos.

(ng:(O(i)—l) ke (10%g mol™ hly
PMMA 405 299 16
PMMA/STx-1 | 470 460 0.4
PBMA 746 902 13
PBMA/STx-1 | 834 005 16

Os resultados obtidos para PBMA e PBMA/STx-1
ndo apresentaram variagbes na taxa de
degradacdo. Esses resultados poderiam  ser
explicados pela forte tendéncia na qual processos
fotooxidativos tém em desencadear reagdes de
entrecruzamento no PBMA. °

Conclusdes

Os resultados de raios-X mostraram que a STx-1
apresentou baixa dispersdo nos compdsitos. A
presenca de argila no PMMA lewou a menor taxa de
degradacdo. No caso do PBMA os resultados
indicam que ocorre entrecruzamento com formacgéao
de polimero insoltvel, essa poderia ser a razéo pela
gual os valores da taxa de degradagcdo apresentam
valores da mesma ordem.
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